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に関する研究結果について述べている o KrF、 ArF エキシマレーザ露光用の化学増幅型レジストを使用して検討した
結果、第 2 章で述べたノボラックージアゾナフトキノンレジストと溶解挙動が異なることを見出し、その原因につい
て考察し、化学増幅型レジストの特徴である酸の拡散反応に注目している。そして、酸の拡散の違いが現像特性に影

























(3) ケイ素骨格高分子の放射線レジストへの応用について検討し、 Ploy (di-n-hexylsilane) の放射線誘起反応につ
いて研究を行い、得られた知見を応用してイオンビーム照射によるノマターン形成能を実証し、 AFM による表面像
の評価を行っている。
以上のように、本論文はレジスト材料の像形成、現像特性について表面微細構造の観察を適用して検討を行い、レ
ジストの反応形態の違いが現像機構に影響を与えることを明らかにするとともに、浸透理論による計算や可溶化反応
に関する実験的考察から、現像機構を解明し、更に新しいレジスト材料の可能性に対しても興味深い知見を得ているロ
これらの成果は、半導体微細加工技術の基礎的研究に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値
あるものと 3忍める。
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